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Развитие нанотехнологий в последнее 10-15 лет связано, прежде всего, с разработкой новых способов получения, изучения и модификации наночастиц [1]. Для модификации волокнистых полимеров используется низкотемпературная плазма пониженного давления [2], которая приводит к изменениям, в первую очередь, поверхности обрабатываемого материала в слое, толщина которого, по разным оценкам, составляет от 0,001 нм до несколько микрон. Воздействие плазмы на поверхность полимера позволяет изменять его контактные свойства. Улучшение адгезионных свойств, связано не только с образованием на поверхности полярных групп, зависящих от природы плазмообрзующего газа [3], но и структурированием поверхности под воздействием потока заряженных частиц плазмы.

Наноструктурирование поверхности происходит из-за размерных эффектов в наномасштабных объектах. Общеизвестно, что поверхностные атомы обладают свойствами, отличающимися от «объемных», поскольку они связаны с соседями по-иному, нежели в объеме. В результате на поверхности может произойти атомная реконструкция и возникнет другой порядок расположения атомов, что может приводить к изменению структуры поверхности вещества.

Целью данной работы являлось изучение влияния низкотемпературной высокочастотной плазмы пониженного давления на структуру поверхности и ее влияния на адгезионные свойства нитратцеллюлозных материалов.

Наноструктурирование поверхности материалов проводилось на низкотемпературной плазменной установке (~ 80(С), описанной в работе [4] в различных заданных режимах. Для полученных образцов определялись краевой угол смачивания и работа адгезии, капиллярная впитываемость, а также проведены исследования структуры поверхности с помощью электронного сканирующего микроскопа Hitachi S-3000 VPS. 
Исследования материалов, модифицированных высокочастотной низкотемпературной плазмой, показали существенное изменение в структуре их поверхности. Наноразмерная шероховатость поверхности модифицированных ВЧ плазмой образцов больше, чем у исходных. Для определения оптимальных параметров модификации и их влияния на поверхностные свойства материалов было исследовано влияние времени модификации, вида плазмообразующего газа и тока на аноде на краевой угол смачивания и работу адгезии. 
Изменение структуры волокон материала и увеличение работы адгезии в результате высокочастотной плазменной обработки позволяют предложить данный метод для регулирования физико-механических свойств энергонасыщенных целлюлозосодержащих материалов. Полученные на основе наноструктурированного материала энергонасыщенные клеевые композиты (ЭКК) исследовали на сопротивление расслаиванию. В таблице представлены результаты исследований.
Сопротивление расслаиванию энергонасыщенного клеевого композита

	Наименование
образца
	Расслаивающее усилие, Н 10
	Сопротивление расслаиванию, (, Н/м2
	(ср, Н/м

	ЭКК на основе ненаноструктурированного целлюлозосодержащего материала
	5,88
	2613,33
	2435,56

	
	5,00.
	2222,22 .
	

	
	5,56
	2471,11
	

	ЭКК на основе наноструктурированного целлюлозосодержащего материала
	6,10
	2711,11
	2720,00

	
	6,62
	2942,22
	

	
	5,64
	2506,67
	


Полученные экспериментальные данные показывают возможность ВЧ низкотемпературной плазменной модификации по наноструктурированию поверхности целлюлозсодержащих энергонасыщенных материалов, приводящей к росту работы адгезии на 23,3% и как следствие, увеличению сопротивления расслаиванию клеевого композита на 10% при оптимальных подобранных условиях плазменной модификации.
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